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Abstract: We propose a method of normalization in thickness of the 

contour lines based on the analysis by mask of the local orientations of 

fragments. Comparison of the proposed method with known methods of 

thinning is held. It is shown that the proposed method is superior to the 

known methods of thinning on speed and quality. 
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Аннотация: Предложен метод нормализации двухконцевых 

контурных линий по толщине для бинарных изображений, 

основанный на масочном анализе локальных ориентаций их 

фрагментов. Произведено сравнение предложенного метода с 

известными методами скелетизации. Показано, что предложенный 

метод превосходит известные методы скелетизации по 

быстродействию и качеству. 
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